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반도체소자, 광소자, MEMS/Nano 소자등 다양한 소자들이 고집적화, 소형화 되면서 소자를 구

성하고 있는 박막의 모양이 소형화, 복잡화되고 있다. 이처럼 Nano 관련 기술을 달성하기 위하

여 박막형 소재의 특성이나 열특성이 우수한 신소재 개발에 대한 연구들이 활발하게 진행되고 

있다. 박막형태와 벌크형태의 열물성값은 포논(phonon)의 이동 메커니즘 차이 때문에 다르게 

나타난다. 그러나 박막을 이용하는 반도체제조공정에서 벌크의 열물성값을 사용하고 있어서 열

적문제를 해결하기 위하여 박막의 열물성 측정에 대한 중요성이 높아지고 있다. 초기에는 열물

성 측정이 주로 접촉식방법을 사용하였다. 그러나 접촉식방법은 접촉열저항에 대한 오차가 크

고 시편의 크기와 형상에 많은 제약이 있다. 본 연구에서는 비접촉식 방법중 광열효과를 이용한 

광열변위법과 광열편향법으로 금속 및 비금속 재료의 단층구조와 기판(substrate)위에 박막이 

있는 다층구조의  열전도계수와 열확산계수를 측정하였다. 박막의 두께를 0.01~1㎛ 변화시켜 

박막 두께에 따른 열물성의 관계를 알아보았다.  그 두께변화에 대한 열확산계수와 열전도계수 

값은 마이크로 열전달 메커니즘에 의해 설명 할 수 있다.   




